Solution for researching

Cesto De Limpeza De Wafers Ptfe 4 Polegadas Rack De
Gravacao Resistente A Acidos E Alcalis Portador De Mascaras

Personalizado
Numero do item: PL-CP90

introducao

Cestos de gravacao em PTFE de engenharia de
precisao, projetados para limpeza de wafers
semicondutores e processamento quimico.
Estes racks de limpeza resistentes a acidos e de
alta pureza garantem contaminacgao zero em
ambientes de laboratdérios exigentes.
Totalmente personalizaveis para atender
dimensdes especificas de méascaras industriais e
wafers para aplicacdes avancadas de fabricacao
e pesquisa.

Saiba mais

e Principal Beneficio

Gravacdo Umida de
Semicondutores filmes finos ou limpar superficies.

Limpeza de Fotomascaras

Processamento de wafers fotovoltaicos durante as fases de

Fabricacdo de Células Solares . .
texturizagcdo e limpeza de dopagem.

Transporte de mascaras de quartzo sensiveis através de ciclos
especializados de lavagem quimica e enxague.

Submerséao de wafers de silicio em solugées acidas para remover Resisténcia total ao HF e outros agentes de gravagao agressivos

garante zero degradagdo do material.

O contato de material de baixo impacto previne danos a superficie em
padrées intrincados de mascaras.

Alta capacidade de throughput e estabilidade quimica melhoram a
eficiéncia geral de fabricagdo.

Manuseio de sistemas microeletromecanicos através de diversos Ranhuras de precisdo garantem que componentes pequenos e frageis

Processamento MEMS . - L
ambientes de gravagao quimica.

Andlise de Metais Trago "
antes de testes analiticos.

sejam seguramente fixados durante a agitacao.

Limpeza de vidraria e recipientes em banhos de acido de alta pureza  Elimina a contaminag&o cruzada fornecendo um ambiente de limpeza

livre de metais.

Gerenciamento de substratos experimentais em novas solugdes Versatilidade em temperatura e compatibilidade quimica suporta

Pesquisa em Nanotecnologia L . .
quimicas e ambientes reativos.

diversos protocolos de pesquisa.

_ Detalhes da Especificacdao para PL-CP90

Numero do Modelo PL-CP90

Construcao do Material PTFE de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)

Compatibilidade de
Tamanho de Wafer

4 polegadas (Padrao) / Dimensdes Totalmente Personalizéveis

Configuracao de Ranhuras NUmero personalizdvel de ranhuras e espagamento de passo

Resisténcia Quimica

Faixa de Temperatura de 200°C & +260°C

Resisténcia universal a acidos, alcalis e solventes

Operacao
Acabamento Superficial Usinado CNC de Precisdo / Rugosidade Superficial Ultra Baixa
Design da Alga Estilos destacdaveis ou fixos disponiveis (Personalizavel)
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el Principal Beneficio

Design de Drenagem
Método de Fabricacao

Tipo de Pedido

Detalhes da E cacao p P 0

Geometria de estrutura aberta de alto fluxo

Fabricacdo CNC personalizada de ponta a ponta

Produtos personalizados com base nas especificagdes do cliente
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